F8542 Experimentalni metody a specialni praktikum (jaro 2015)

PtihlaSenych: 6 studentt

skupina A — Polaskova, Jansky (méfi 12. 3. 2015)
skupina B - Toman, Simurda (mé&fi 12. 3. 2015)
skupina C - Taldba, Tkacik (méfi 19. 3. 2015)

Pouzité pristroje: elipsometr UVISEL Jobin-Yvon, UV/VIS spektrofotometr Lambda 1050 Perkin
Elmer, IR spektrofotometr Bruker Vertex 80v

Seznam vzorku a postup zpracovani méreni

1. Si substraty v IR oblasti (skupA=Si21 a Si26-01, skupB=Si14-01 a Si26-02, skupC= Si-
EMPAO01 a Si26-03)
typy méfeni:

— propustnost (T) v IR 390-4000 cm™ (1x) pro jednostranné lestény Si

— propustnost (T) v IR 390-4000 cm™ (4x s vyménou a rotaci vzorku) pro oboustranné leitény Si

zpusob zpracovani:

— Posouzeni propustnosti vzorku v IR oblasti a vhodnosti pouziti takového substratu pro IR
transmisi. Ur¢eni absorp¢nich piki v Si.

— U oboustrann¢ lesténého Si zprimérovani 4x métené intenzity (single channel data) s opravou
na moznou zménu “pozadi”, tedy méfeni intenzity dopadajiciho svétla. Takto vypocitana
propustnost Si (Ts;) bude slouzit jako normaliza¢ni data pro vypocet relativni propustnosti
vzorku s vrstvou T, =T/Ts;.

2. neabsorbujici vrstva v UV/VIS (AL, O3, SiO2, MgF;) na oboustranné leSténém Si-26 (skupA =
X2942, skupB = X2905, skupC = X2541)
typy méfeni:
— odrazivost v UV/VIS 185-850nm (postup méteni: vyména normalu a vzorku v pfednim kandlu,
4x kazdy)
— propustnost (T) v IR 390-4000 cm™ (4x s vymé&nou a rotaci vzorku)

zpusob zpracovani:

— Nafitovani primérné hodnoty odrazivosti v UV/VIS pomoci vlastniho programu za
predpokladu normalového dopadu a neabsorbujici vrstvy (substrat je absorbujici!). Disperzni
model indexu lomu uvazujme Cauchyho dvouparametrickou formuli.

— Posouzeni vhodnosti pouzitého disperzniho modelu a zdvér ohledné tloustky vrstvy.

— Identifikace absorp¢nich piki v IR oblasti.

— Zavér ohledné materialu vrstvy a porovnani s tabelovanymi hodnotami indexu lomu.



3. vrstva plazmového polymeru s aminovymi skupinami se slabou absorpci v UV oblasti
(skupA=Bio100b, skupB= CPA30, skupC=CPA28-I)
typy méfeni:
— odrazivost v UV/VIS 185-850nm (postup méfeni: vyména normalu a vzorku v pfednim kandlu,
4x kazdy)
— propustnost (T) v IR 390-4000 cm™ (4x s vymé&nou a rotaci vzorku)

zpiisob zpracovani:

— Nafitovani primérné hodnoty odrazivosti v UV/VIS pomoci vlastniho programu za
piedpokladu normalového dopadu a neabsorbujici vrstvy (substrat je absorbujici!). Disperzni
model indexu lomu uvazujme Cauchyho dvouparametrickou formuli.

— Nafitovani priimérné hodnoty odrazivosti a elipsometrickych parametrii I, Ly, Lo v UV/VIS za
piedpokladu slabé absorpce ve vrstvé pomoci vhodného disperzniho modelu v programu
newAD.

— Posouzeni vhodnosti pouzitych disperznich modelti a zavér ohledné tloustky vrstvy a jejich
optickych konstant.

— Identifikace absorp¢nich pikii v IR oblasti.

4. vrstva s velmi silnou absorpci ve viditelné oblasti: leStény monokrystalicky kiremik (c-Si),
amorfni uhlikova vrstva na Si (a-C), zlata vrstva na skle (Au)

typy méfeni:
— elipsometrie

zpisob zpracovani:
— Urceni dielektrické funkce vrstvy pfimo z elipsometrickych méfeni za predpokladu
polonekonecného vrstvy (silna absorpce ve vrstvé, takze neni vidét rozhrani vrstva-substrat).
— Posouzeni vhodnosti postupu zpracovani.
— Urceni typu materialu z optickych konstant.



